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工業材料の洗浄にはしばしば界面活性剤が用いられるが、その残存成分と思われる物質が汚染

物質となり問題となることがある。しかし、その成分の存在状態や、化学状態など観察する手段

はほとんど無い。そこで本研究では著者らが開発した Ga集束イオンビーム飛行時間型質量分析装

置(FIB-TOF-SIMS) 1)を用い、工業材料に使用される界面活性剤の二次イオンスペクトル分析によ

る工業材料表面の有機的な汚染物質の観察方法の確立を試みた。また同時に希釈した界面活性剤

を用いて洗浄された工業材料のポリマー粒子の分析も行った。図 1 は二次イオンスペクトル分析

の結果である。界面活性剤のみの試料からは一定間隔に有機物由来のスペクトルが確認さた。ま

た、希釈した界面活性剤にて洗浄後、乾燥させただけの粒子からも、界面活性剤由来と思われる

ピークが観察された。しかし、洗浄後、5 回ゆすぎ乾燥させた粒子からは界面活性剤由来の同様

なピークはほとんど確認されなかった。このように本装置によって、工業材料表面に存在する汚

染物質が界面活性剤由来である可能性を確認した。 
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図 1 二次イオンスペクトル(正イオン分析モード) (a)界面活性剤のみ (b)ポ

リマー粒子の表面を界面活性剤で洗浄後乾燥させたもの (c)(b)の粒子をさら

に 5回ゆすぎ乾燥させたもの 
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